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摘要(译)

一种显示装置的制造方法，可以抑制发光元件中的皱缩和发光不均匀等
的缺陷模式，且缩短包含有机化合物的层(EL层)的前处理必需的时间。
本发明的特征在于，通过形成与上述源区或漏区电连接的上述第1电极，
形成上述绝缘膜以覆盖上述第1电极的端部，对上述第1电极和上述绝缘
膜在包含氩气和氧气的气氛中进行等离子处理之后，在上述第1电极和上
述绝缘膜上形成包含有机化合物的层，在包含有机化合物的层上形成第2
电极，从而形成发光元件。
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